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RESUMO

O grande interesse na utilizagdo de filmes de carbono tipo diamante (DLC) ¢
justificado devido as suas notaveis propriedades mecanicas e tribologicas, como alta
dureza, elevada resisténcia ao desgaste, inércia quimica, e baixissimo coeficiente de
atrito. Essa combinacdo de propriedades singulares confere ao revestimento aplicacdes
nas mais diversas areas. No entanto, o elevado nivel de tensdes compressivas, que se
originam durante o crescimento do filme, dificulta a obten¢do de alta aderéncia. O
objetivo deste trabalho esta centrado na obtencdo de uma relacao clara dos parametros
de descarga e geragdo do plasma em fun¢do da variagdo dos valores de alta tensdo de
polarizagdo e largura de pulso em substratos de liga de Titanio (TigAlsV), geralmente
muito usada em aplicagdes espaciais e industriais. Para a obtengdo dos resultados
utilizou-se a técnica de deposi¢do de filmes finos por deposicdo quimica a vapor
assistida por plasma, PECVD (Plasma Chemical Enhanced Vapor Deposition), esta se
destaca devido a algumas particularidades. Esse processo ¢ limpo, seco, rapido,
relativamente barato e de facil execugdo. Com isso proporciona materiais uniformes,
homogéneos, livres de defeitos e com propriedades fortemente dependentes dos
pardmetros de deposicdo. Os filmes obtidos foram caracterizados pelas técnicas de
Perfilometria Optica e ensaios tribologicos que avaliaram a qualidade e adesdao ao
substrato utilizado.
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